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Introducao |

Este trabalho faz uso dos conceitos bésicos de
eletrodeposicdo, onde um ion em solugdo pode se
reduzir na superficie de um eletrodo. A corrente
elétrica é conduzida através de uma célula
eletrolitica que consiste em dois eletrodos
condutores imersos numa mesma solucao.

As reacbes eletroquimicas sdo forcadas pela
imposicdo de uma forca eletromotriz externa. A
reducao e oxidacao ocorrem de forma balanceada e
o fluxo de corrente na célula é fornecido pelo
galvanostato'. Adiante, apresenta-se o circuito
eletrbnico projetado e suas caracteristicas de
desempenho a serem discutidas.

Resultados e Discussao |

As reagbes de transferéncia de elétrons sobre o
eletrodo de trabalho rompem a eletroneutralidade da
solugédo junto a superficie deste e, dessa forma,
resultam gradientes de potencial elétrico entre a
solucdo, os contatos dos eletrodos e o seio da
solugao.

O resultado é uma fraca desigualdade das
concentracdes dos ions positivos e negativos, pois
as espécies ibnicas em excesso se afastam da
superficie eletrédica e uma quantidade equivalente
de ions de sinal oposto se dirige ao eletrodo. Este
fluxo de corrente se deve ao movimento destes ions,
ao gradiente de potencial (migracao elétrica) e, ao
gradiente de concentragao (difus&o) 2.
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Figura 1. Circuito e galvanostato montado.

A Figura 1 llustra o circuito elétrico utilizado para
eletrodeposicdo de prata e de cloreto de prata
empregados na fabricagdo de eletrodos de
referéncia utilizados por Aimeida®. A compliancia é
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controlada pelo potencidmetro Pot_Vref, limitando
assim a corrente maxima de ajuste para o
galvanostato. O ajuste da corrente é feito através
dos potencidmetros Runid, Rdec, Rcent e Rmil.

O resistor Rprot tem a funcdo de proteger o circuito
para o caso dos potencibmetros estiverem
regulados em 0 Q, j4 os demais tém a funcdo de
possibilitar um ajuste mais preciso de corrente. O
acréscimo dessas resisténcias em série facilita o
ajuste, porém, o erro de cada resisténcia (>=1%) &
somado ao das demais. Este erro total pode ser
minimizado utilizando-se apenas um potencidmetro
de precisdo de 1MQ, ao invés de todos estes em
série, 0 que possibilitaria um erro proximo de 1%
apenas.

O galvanostato sugerido foi aplicado na deposicao
eletroquimica galvanica de prata e cloreto de prata
para formagao de eletrodos de referéncia Ag/AgCl.
Obteve-se filmes Ag/AgCl homogéneos, de boa
adeséo e estabilidade quimica (figura 2).

Figura 2. Filme espesso de Ag/AgCl depositado e
condicionado por 3 dias em soro fisioldgico.

Conclusoes |

Além do desempenho, homogeneidade, adesdo e
estabilidade do filme Ag/AgCI obtido, ressaltam-se o
baixo custo e faciidade de montagem deste
galvanostato. Este mesmo circuito pode ser utilizado
para eletrodeposicdes de diferentes materiais.
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